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１．概要（Summary） 

単層カーボンナノチューブ（SWCNT）は，高いキャリア

移動度を有することから，次世代のエレクトロニクス材料と

して期待されている。化学気相成長（CVD）法による

SWCNT作製において，現在，触媒金属粒子の担持材と

して，アルミナ（Al2O3）層が一般に用いられている[1, 2]。

しかし，アルミナ膜の結晶性や酸化度が触媒粒子の活性

度に与える影響については不明であった。本研究では，

エリプソメトリー法により，アルミナ膜の稠密度の評価を行

い，他の手法による測定結果と合わせて，SWCNT 成長

用触媒粒子の活性化のメカニズムについて調べた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

分光エリプソメーター、触針式段差計（CR）、 

【実験方法】 

電子ビーム蒸着法により，Si 基板上にアルミナ膜を形

成した。原料には金属 Al と Al2O3を用い，金属 Al を原

料に用いた場合は，熱酸化処理を行った。作製したアル

ミナ膜に対し，触針式段差計を用いて膜厚を測定したの

ち，分光エリプソメトリー法により屈折率の測定を行った。

さらに，これらのアルミナ層の上にRh触媒を担持し，アル

コールCVD法により，SWCNT成長を行い，生成量を比

較した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Al2O3よりも金属 Al を原料に用いた場合のほうが，屈

折率が大きく，アルミナ膜が稠密であることがわかった

（Fig. 1）。SWCNTの成長量は，Al2O3を原料に用いた

ほうが多くなったことから，熱酸化処理により，アルミナ膜

の結晶化が生じ，その結果，アルミナ膜表面での触媒粒

子の凝集が生じ，成長量が減少したと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・参考文献 

[1] H. Kiribayashi et al., J. Cryst. Growth 468 

(2017) 114. 

[2] T. Maruyama et al., Carbon 116 (2017) 128. 

・他の機関の利用：分子科学研究所 

・中尾聡様（分子科学研究所）に感謝します。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

(1) 丸山隆浩ほか，第78回応用物理学会秋季学術講演

会 7a-C11-3. 

 

６．関連特許（Patent） 

 無し。 

Fig. 1 Refractive index “n” of Al2O3 layers 

formed by electron beam deposition. 
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